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Willkommen zur 43. Ausgabe der AR NEWS im Zeichen der leider immer noch anhal-
tenden Coronavirus-Pandemie. Wir mochten Sie gern weiterhin Gber die Weiterent-
wicklung unseres Unternehmens und seiner Forschungsprojekte informieren.

1. Allresist zukunftsfihig

Nun halt uns das Virus schon 14 Monate in
Atem, so dass wir uns mit Masken schitzen
mdssen. Fur viele Menschen wird die Situation
immer mehr zur Belastung. Eine fast
vollstandige Impfung der Bevolkerung ist wohl
die einzige Losung. Um so argerlicher, dass
sich auch hier die deutsche Politik nicht mit
Ruhm bekleckert hat.

Wir freuen uns, dass offensichtlich unsere
Kunden nur wenig oder Gberhaupt nicht unter
den Folgen der Pandemie zu leiden haben.
Zumindest deutet die unvermindert hohe
Nachfrage an unseren Resists drauf hin. In den
Universitdten und Forschungseinrichtungen
wird verstarkt von zu Hause aus gearbeitet,
was die Projekte verzdgert. Jedoch kann man
optimistisch in die Zukunft blicken, dass sich
diese Zeitverluste wieder aufholen lassen. Eine
marginale Auswirkung bei unseren Kunden ist
die Arbeit mit Mundschutz. Immerhin arbeiten
sie damit ja taglich im Reinraum ©.

Im Zuge unserer langfristigen Zukunfts-
planung haben wir das brach liegende,
angrenzende Grundstick von 2.600 m?
gekauft. Damit kénnen wir gelassen auf die
Herausforderungen der néachsten Jahre
reagieren. Unsere stetig wachsende

wirtschaftliche Entwicklung und Chancen auf
mehrere interessante Zukunftsprojekte bilden
die Basis fUr eine erneute Firmenerweiterung.

Fir uns als Unternehmerehepaar und Grinder
von Allresist, ist es eine besondere Freude,
dass mittlerweile beide Kinder Ulrike und
Oliver in die Firma fest eingebunden sind.
Ulrike, die uns bereits seit 10 Jahren
unterstUtzt, wird 2024 als Geschaftsfuhrerin
berufen. Die Zukunft ist also gesichert, zudem
finf Enkel als nachste Generation in den
Startléchern stehen ©.

Abb. 1 Blick vom Dach der Allresist auf das neu erworbene
Grundstiick hinter dem Zaun

Foto: Jens Sell, Markisches Echo
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2. Allresist investiert in neue Technik

Electra 92, unser leitfahiger Resist, st
mittlerweile umfénglich auf dem Weltmarkt
eingefihrt. Die Entwicklung und auch die
Herstellung des leitfahigen Polymers war und
ist sehr anspruchsvoll. Nach der Synthese war
bisher die Aufarbeitung mittels Dialyse mit
einem hohen handischen Aufwand verbunden.
AuBerdem wurden viele Kubikmeter an
deioniertem Wasser verbraucht.

Durch die kleinteilige Dialyse kam es in sehr
wenigen Fallen vor, dass die garantierte
Haltbarkeit von 6 Monaten nicht erreicht
wurde. In intensiven Forschungsarbeiten
wurden die Ursachen geklart.

Jedoch wurden wir auf der Suche nach
weiteren Verbesserungen geratetechnisch
fundig. Die Anlage SARTOFLOW Advanced
von Sartorius (siehe Abb. 2) arbeitet nach dem
Prinzip der Tangential Flussfiltration (TFF).
Dabei stromt die zu extrahierende Lésung von
,links nach rechts” Uber eine Membran. Von
oben wird Druck auf die strémende Ldsung
gegeben, der die gewlinschte Fraktion quer
zur Flussrichtung durch die Membran druckt.
Andere, unerwiinschte Bestandteile verbleiben
in der Losung.

Ein  14-tagiger  Testlauf mit  einem
Standardgerat zeigte ein grof3es Potential. Die
Arbeitszeit, um eine definierte Menge an
Electrapolymer zu reinigen, verkirzte sich um
den Faktor 30. Die Einsparung an deionisiertem
Wasser ist ebenfalls betrachtlich, hier wurden
nur noch 20% der urspringliche Menge
bendtigt.

Bei der Erprobung ergaben sich noch einige
Sonderwinsche unsererseits, die Satorius
dann in das fur uns optimierte Gerat einbaute.

Die ersten kleinen Produktionslaufe in der
zurlckliegenden Woche bestdtigten die
erhofften Erwartungen. Electra 92 kann nun in
kurzer Zeit und in groen Mengen mit hoher
Qualitat hergestellt werden.

Abb. 2 Tangential Flow Filtration mit dem allresistspezifischen
SARTOFLOW-Gerat

3. Strukturierbare leitfahige Schichten

Im Rahmen unseres Full-O-Print-Projekts zur
Herstellung kostengtinstiger OLEDs konnten
wir einige herausragende Ergebnisse erzielen.
Im folgenden Abschnitt stellen wir die beiden
wichtigsten Neuerungen vor:

1. Es konnte gezeigt werden, dass unsere
Resists AR-P 632.09 und AR-P 662.05 als
Schutzschicht in einem OLED-Gerat verwendet
werden koénnen und dort hervorragende
Eigenschaften aufweisen. Beide transparenten
PMMA-Resists schitzen die Elektrodenschicht
vor Feuchtigkeit oder mechanischen Einflissen.
Aufgrund des organischen Losungsmittels der
PMMA-Produkte kann das Auflésen der oberen
Elektrodenschicht (haufig aus wasserbasierten
Nanoinks) verhindert werden (siehe Abb. 3).
Zusatzlich zu dieser Schutzfunktion wird die
Leistung der OLEDs deutlich gesteigert.
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Abb. 3 Lésungsmittelverarbeitete, transparente OLEDs auf ITO-
Glas mit AR-P 632.09-Schutzschicht (OLED-Flache: 1cm?)

2. Die Strukturierung unserer leitfahigen
Electra 92 AR-PC 5090.02-Tinte und der
leitfahigen Tranductive® N-15-Tinte von
unserem Partner Genesink ist in einem
einfachen Prozess maglich. Zur Strukturierung
kann in einem Zweischichtverfahren sowohl
mit einem negativen als auch mit einem
positiven Fotolack gearbeitet werden (siehe
Abb. 4). Auch auBerhalb der OLED-Produktion
ist eine Vielzahl unterschiedlicher An-
wendungen maoglich.

Abb. 4 Beispiel eines strukturierten AR-PC 5090.02 (schwarze
Quadrate, Leitfahigkeit: 0,05 S/cm, prozessiert mit AR-N 4340
in einem Zweischichtverfahren) auf einem Siliziumwafer

Das Projekt Full-O-Print lauft noch bis zum
Frahjahr 2022. Wir wollten potienziellen
Interessenten  jedoch  jetzt schon die
Gelegenheit geben, mit uns gemeinsam die
Entwicklung zu verfolgen. Eine interessante
Aufgabenstellung fir die Zukunft ware z.B. die
Herstellung ~ von Mikrometer ~ grofBen
Leitbahnen auf einem Wafer.

4. CSAR 62 - weltweit begehrt

Vor 8 Jahren wurden die Entwicklungsarbeiten
an unserem Elektronenstrahlresist CSAR 62
abgeschlossen. Die Markteinfihrung gelang
sehr schnell. Damit wurde das Marktmonopol
der japanischen Firma ZEON gebrochen, die
bis dahin als einzige einen solch hochwertigen
E-Beamresist anbot. Fur die Entwicklung und
schnelle Markteinfihrung wurde die Allresist
2014 mit dem Innovationspreis Brandenburg
ausgezeichnet (siehe Abb. 5).
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Abb. 5 Auszeichnung mit dem Innovationpreis Brandenburgs
2014. Links der damalige Wirtschaftsminister Christoffers

Mittlerweile hat sich CSAR 62 weltweit etabliert
und die Nachfrage steigt immer weiter. Da die
Polymerherstellung bei Allresist durchgefuhrt
wird, mussten wir ein Skaling Up der Synthese
vornehmen. Zunachst gelang der Sprung vom
Labormalstab in ein 20-Liter-Synthesegefal.

Nach Optimierung der Synthesebedingungen
wagten wir den Schritt in unseren 200-Liter-
Synthesereaktor  (siehe Abb. 6). Die
Polymerisation  verlief  erfolgreich, alle
analytischen Werte wurden erreicht und die
Ausbeute konnte weiter gesteigert werden.
Damit verfigen wir Uber einen groBen Bestand
an hochwertigen Rohstoff fir CSAR 62,
welcher, gemessen an dem bei dem aktuellen
Bedarf, Uber drei Jahre reichen wirde. Da wir
in den letzten Monaten weitere
Rahmenvertrage Uber regelméaBige, groBere
CSAR 62-Lieferungen abschlossen, sind wir
gern bereit, den nachsten GroBansatz deutlich
vorzuziehen ©.
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Abb. 6 Produktionsrdume der Allresist mit unserem 200- I—— L EHT = 1.20 kv
Liter-Synthesereaktor ,Frida” Abb. 7 Dreilagen Prozess fir die Herstellung von T-Gates
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Ein pragnantes Beispiel fur die Mdglichkeiten
des CSAR 62 ist die Herstellung von T-Gates
mittels eines Dreilagensystems. Der Schichtauf-
bau ist wie folgt: PMMA (unten)/AR-P 617
(Mitte)/CSAR 62 (oben). Durch eine definierte
Bestrahlungsstrategie (Variation der Belich-
tungsdosis) werden die unterschiedlichen Emp-
findlichkeiten ~ fur  die  Erzeugung  der
gewunschten Resistgeometrien genutzt (siehe
Abb. 7). Nach der Metallisierung und dem Re- Raith 2V intens " g = soak
moving ist das T-Gate fertig (siehe Abb. 8). Abb. 8 Fertiges T-Gate @MLU-Halle

Wir hoffen, dass flr Sie Interessantes und Anregungen dabei waren und freuen uns tber lhre Mei-
nung. Die nachste Ausgabe der AR NEWS werden wir Ihnen wieder im Oktober 2021 vorstellen.

Bis dahin wiinschen wir Ihnen und uns viel Erfolg. Und bleiben Sie gesund.

Strausberg, 27.04.2021
Matthias & Brigitte Schirmer im Team der Allresist
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